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Abstract 


A coating for substrates comprises an optically-active layer system with a high anti-reflection effect, 
according to the parent Patent. The substrate is transparent and pref. has a refractive index of 1 .5-1 .65. The 
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> Belag, bestehend aus einem optisch wirkenden Schichtsystem, fur Substrate, wobei das Schichtsystem 
insbesondere eine hohe Antireflexwirkung aufweist 
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Es wird ein Belag vorgestellt, bestehend aus einem 
optisch wirkenden Schichtsystem, fur transparente Substra- 
te mit einer Brechungszahi im Bereich von 1,5 bis 1,65, 
wobei das Schichtsystem insbesondere eine hohe Antire- 
flexwirkung aufweist. Auf der dem Betrachter zugewandten 
Substratseite (Vorderseite) (2) in der ortlichen Reihenfolge 
von der Vorderseite zum Betrachter ist eine erste, am 
Substrat anliegende, ein Dielektrikum bildende, Metalloxid 
aufweisende Schicht (4) angeordnet Darauf folgt eine 
zweite Nitrid aufweisende Schicht (5). Es folgt eine dritte, 
ein Dielektrikum bildende, Metalloxid aufweisende Schicht 
(6). Auf der Ruckseite (9) des Substrats (1) ist eine 
T\H X - Schicht (8) angebracht. Es wird vorzugsweise TiN mit x 
im Bereich von 1 bis 1,16 eingesetzt. Durch geschickte 
Auswahi bestimmter Materia lien fur die Einzetschichten, 
bestimmter Schichtdicken und einer bestimmten Reihenfol- 
ge der einzelnen Schichten werden eine uberraschend gute 
Entspiegelung, Kontrasterhohung und Antistatikwirkung er- 
zielt. Diese guten optischen Eigenschaften des Schichtsy- 
stems werden mit einer im Vergleich zum Stand der Technik 
geringen Anzahl von Schichten und mit geringen Schichtdik- 
ken erreicht. Dies fuhrt wiederum zu einer auSerst kosten- 
gunstigen Herstellung des Belags. 
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Die Erfindung betrifft einen Belag, bestehend aus ei- 
nem optisch wirkenden Schichtsystem, fur Substrate, 
wobei das Schichtsystem insbesondere eine hohe Anti- 
reflexwirkung aufweist nach Hauptpatent _ (Patentan- 
me!dungP39 42 990.3). 

Es gibt eine breite Palette von Schichtsystemen fur 
Substrate, insbesondere fur Glas, die bestimmte opti- 
sche Funktionen erfiillen. Die vorliegende Erfindung be- 
trifft die Gattung der Anureflexschichten, beziehungs- 
weise Antireflexschichtsysteme. 

Durch die deutsche Offenlegungsschrift 36 29 996 ist 
ein Vorsatzaggregat fur die Katodenstrahlrohre von 
Monitoren, Fernsehapparaten und dergleichen, beste- 
hend aus einer Glasscheibe, insbesondere einer Grau- 
glasscheibe, einer vorderseitigen Antireflexionsausrii- 
stung und einer ruckseitigen Absorptionsbeschichtung, 
wobei die Absorptionsbeschichtung Metallatome auf- 
weist, bekannt geworden. 

In dieser deutschen Offenlegungsschrift wird vorge- 
schlagen, daB die Absorptionsbeschichtung einschichtig 
aus Chrom, einer Chrom/Nickei-Legierung oder Silici- 
den aufgebaut und antistatisch eingerichtet und geerdet, 
sowie mit einer Dicke versehen ist, welche die Licht- 
transmission gegenuber der unbeschichteten Glasschei- 
be um etwa ein Drittel absenkt 

In der US-Patentschrift Nr. 38 54 796 wird weiterhin 
eine Beschichtung vorgeschlagen, die zur Reduzierung 
der Reflexion dienen soil. Die Beschichtung soil fur ein 
Substrat angewendet werden, das eine Mehrzahl von 
Schichten aufweist In der Reihenfolge beginnend beim 
Substrat ist in der US-Patentschrift folgende Anord- 
nung beschrieben: drei Gruppen von wenigstens zwei 
Lambda/4-Schichten, die aiifeinanderfolgenden Schich- 
ten der ersten Gruppe haben einen Brechungsindex, der 
unterhalb des Brechungsindexes des Substrats liegt Die 
Schichten der zweiten Gruppe haben einen sich vergrd- 
Bernden Brechungsindex und die Schichten der dritten 
Gruppe haben einen Brechungsindex unterhalb des 
Brechungsindexes des Substrats. Weitere Einzelheiten 
sind der genannten US-Schrift zu entnehmen. 

Zum Stand der Technik gehdrt weiterhin die US-Pa- 
tentschrift 37 61 160. Dort werden eine Breitbandantire- 
flexionsbeschichtung und Substrate, die damit beschich- 
tet sind, vorgeschlagen. Sie weisen wenigstens vier 
Schichten fur Glas mit hohem Index und wenigstens 
sechs Schichten fur Glas mit niedrigem Index auf. Wei- 
tere Einzelheiten sind der genannten US-Schrift zu ent- 
nehmen. 

Weiterhin wird in der US-Patentschrift 36 95 910 ein 
Verfahren zur Anbringung einer Antireflexbeschich- 
tung auf einem Substrat beschrieben. Diese Beschich- 
tung besteht aus mehreren Einzelschichten. Das Verfah- 
ren fur die Aufbringung der Antireflexionsschichten er- 
folgt unter Vakuum, und zwar unter Verwendung von 
Elektronenstrahlen. Weitere Einzelheiten sind der ge- 
nannten US-Patentschrift zu entnehmen. 
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zelheiten dieses Vorschlags sind der genannten US-Pa- 
tentschrift zu entnehmen. 

Zum Stand der Technik gehdrt weiterhin die schwei- 
zerische Patentschrift 2 23 344. Diese Schrift befaBt sich 
mit einem Oberzug zur Verminderung der Oberflachen- 
reflexion. Der Oberzug besteht aus mindestens drei 
Schichten mit verschiedenen BrechungszahJen. Die Ver- 
minderung der Oberflachenreflexion soil nach dieser 
Schrift durch eine bestimmte Auswahl der Brechungs- 
zahlen der einzelnen Schichten erzielt werden. 

Der Erfindung liegen folgende Aufgaben zugrunde: 
Es sollen Voraussetzungen fur die wirtschaftliche Her- 
stellung von Antireflexbeschichtungen fur transparente 
Substrate geschaffen werden. 

Transparente Substrate werden in einer Vielzahl mo- 
derner Einrichtungen und Gerate benotigt Die Herstel- 
ler dieser Einrichtungen und Gerate stellen hohe Anfor- 
derungen in Hinsicht auf die optischen und sonstigen 
Eigenschaften dieser Substrate. 

Die Erfindung soil diese hohen Anforderungen insbe- 
sondere in Hinsicht auf die Entspiegelung, die Kontrast- 
erhohung und die Erhohung der Antistatikwirkung er- 
fiillen. 

Weiterhin sollen Voraussetzungen dafur geschaffen 
25 werden, daB eine nur geringe Anzahl von Schichten 
benotigt wird. Gleichzeitig sollen die Dicken der Einzel- 
schichten klein sein. Die Erfindung macht sich weiterhin 
zur Aufgabe, Voraussetzungen fur den Einsatz preis- 
giinstigerer Materialien zu schaffen. 

Mit der Erfindung soil ein Konzept vorgeschlagen 
werden, bei dem DC-reaktiv mit Magnetron vom Me- 
talltarget gesputtert werden kann. 

Die geringe Zahl der Schichten des Schichtsystems, 
die geringe Dicke der Einzelschichten des Schichtsy- 
stems, die Auswahl preisgunstiger Einsatzmaterialien 
und die Moglichkeit, DC-reaktiv mit Magnetron vom 
Metalltarget zu sputtern. fuhren zu einer auBerst wirt- 
schaftlichen Herstellung der erfmdungsgemaBen Anti- 
reflexschichtsysteme. 

An sich ist die Benutzung von Metallschichten fur 
Antireflexsysteme im Prinzip bekannt Es hat sich je- 
doch herausgestellt, daB die bekannten Metallschichten 
ftir den Alltagsbetrieb zu weich sind. 
Es gehdrt daher mit zu der Aufgabenstellung der vor- 
45 liegenden Erfindung, einen Ersatz fur die bekannten 
weichen Metallschichten (Ag, Ni, . . .) zu finden. Dieser 
Ersatz soli hart und kratzfest sein. Er soil einerseits eine 
keramische Hafte aufweisen, andererseits jedoch auch 
die Wirkung einer metallahnlichen Optik besitzen. 

Die gestellten Aufgaben werden durch die im Haupt- 
patent beschriebenen erfindungsgemaBen MaBnahmen 
gelost Zusatzlich wird vorgeschlagen, daB das Substrat 
insbesondere transparent ist und vorzugsweise einen 
Brechungsindex von 1,5 bis 1,65 aufweist 

Weiterhin wird zusatzlich vorgeschlagen, daB fur 
mindestens eine TiN x -Schicht der im Hauptpatent be- 
schriebenen Schichtsysteme uberstdchiometrisches 
TiN x mit x im Bereich von 1 bis 1,16 eingesetzt wird. 
In einem weiteren zusatzlichen AusfQhrungsbeispiel 
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Weiterhin gehdrt zum Stand der Technik die US-Pa- 
tentschrift 38 29 197, die einen Antireflexionsbelag, der 60 kann vorgesehen werden, daB alle TiN x -Schichten der 
als Mehrschichtsystem ausgebildet ist, beschreibt Die- im Hauptpatent beschriebenen Schichtsysteme TiN x 
ser Belag sol) auf einem stark brechenden Substrat an- mitx im Bereich von 1 bis 1,16 aufweisen. 
gebracht werden. Das Schichtsystem besteht aus funf Weitere Einzelheiten der Erfindung, der Aufgaben- 
einzelnen Schichten, die gegenseitig angepaBt sind, und stellung und der erzielten Vorteile sind der folgenden 
zwar in Hinsicht auf ihren Brechungsindex und in Hin- 65 Beschreibung mehrerer Ausfiihrungsbeispiele der Er- 
sicht auf ihre optische Dicke. Durch diese Anpassung findung zu entnehmen. 

soli eine gunstige Antireflexionskurve mit einem brei- Diese Ausfiihrungsbeispiele werden anhand von funf 

ten, flachen, mittleren Teil erreicht werden. Weitere Ein- Figuren erlautert 
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Die Fig. 1, 2 und 5 zeigen je ein Schichtsystem. 

Die Rg. 3 und 4 zeigen Transmissions- beziehungs- 
weise Reflexions- Kurven in Prozent Qber Wellenlangen 
in nm. 

Nachfolgend werden zunachst funf Ausfiihrungsbei- 5 
spiele beschrieben: 

Das Substrat 1 besteht aus Glas. Die Vorderseite 2 des 
Substrats ist die Seite des Substrats, die dem Betrachter 
zugewandt ist. Die Ruckseite 9 des Substrats ist die 
Seite, die vom Betrachter abgewandt ist to 

Die an der Vorderseite des Substrats anliegende 
Schicht wird als die "erste" Schicht 4 bezeichneL Es 
folgen in Richtung zum Betrachter die "zweite" Schicht 
5 und die "dritte" Schicht 6. 

Das Schichtsystem des ersten Ausfiihrungsbeispiels 15 
ist wie folgt aufgebaut: (siehe Fig. 1 ) 

- auf der Ruckseite des Substrats Glas ist eine 
optisch wirksame TiN x -Schicht 8 angebracht, 

- in Richtung auf : den Betrachter folgt das Sub- 20 
strat Glas 1, 

- die erste optisch wirksame Schicht 4, die am 
Substrat anliegt, besteht aus Sn02, 

- die zweite optisch wirksame Schicht 5, die in 
Richtung auf den Betrachter der ersten optisch 25 
wirksamen Schicht folgt, besteht aus TiN* 

- die dritte optisch wirksame Schicht 6, die in 
Richtung auf den Betrachter der zweiten optisch 
wirksamen Schicht folgt, besteht aus AI2O3. 



Das Schichtsystem des zweiten Ausfiihrungsbeispiels 
ist wie folgt aufgebaut: (siehe Fig. 2) 

- auf der Ruckseite des Substrats Glas ist eine 
optisch wirksame TiN x -Schicht 8 angebracht, 

- in Richtung auf den Betrachter folgt das Sub- 
strat: Glas, 

- die erste optisch wirksame Schicht 4, die am 
Substrat anliegt, besteht aus Sn02, 

- es folgt in Richtung auf den Betrachter eine 
Haftvermittlerschicht 7, bestehend aus NiCrOx, 

- die zweite optisch wirksame Schicht 5, die in 
Richtung auf den Betrachter folgt, besteht aus 
TiNx, 

- die dritte optisch wirksame Schicht 6, die in 
Richtung auf den Betrachter der zweiten optisch 
wirksamen Schicht folgt, besteht aus AI2O3. 

Das Schichtsystem des dritten Ausfiihrungsbeispiels 
ist wie folgt aufgebaut: (siehe Fig. 2) 

- auf der Ruckseite des Substrats Glas ist eine 
, optisch wirksame TiN r -Schicht 8 angebracht, 

- in Richtung auf den Betrachter folgt das Sub- 
strat Glas 1, 

- die erste optisch wirksame Schicht 4, die am 
Substrat anliegt, besteht aus Sn02, 

- es folgt in Richtung auf den Betrachter eine 
Haftvermittlerschicht 7, bestehend aus NiCr-Sub- 
oxid, 

- die zweite optisch wirksame Schicht 5, die in 
Richtung auf den Betrachter folgt, besteht aus 
TiNx, 

- die dritte optisch wirksame Schicht 6, die in 
Richtung auf den Betrachter der zweiten optisch 
wirksamen Schicht folgt, besteht aus Si02. 

Das Schichtsystem des vierten Ausfuhrungsbeispiels 



ist wie folgt aufgebaut: (siehe Rg. I) 

- auf der Ruckseite des Substrats Glas ist eine 
optisch wirksame TiN x -Schicht 8 angebracht, 

- in Richtung auf den Betrachter folgt das Sub- 
strat Glas 1, 

- die erste optisch wirksame Schicht 4, die am 
Substrat anliegt, besteht aus NiCrO x ; diese Schicht 
4 wirkt gleichzeitig als Haftvermittlerschicht, 

- die zweite optisch wirksame Schicht 5, die in 
Richtung auf den Betrachter folgt, besteht aus 
TiNx, 

- die dritte optisch wirksame Schicht 6, die in 
Richtung auf den Betrachter der zweiten optisch 
wirksamen Schicht folgt besteht aus SiO* 

Das Schichtsystem des fiinften Ausfuhrungsbeispiels 
ist wie folgt aufgebaut: (siehe Fig. 1 ) 

- auf der Ruckseite des Substrats Glas ist eine 
optisch wirksame TiN x -Schicht 8 angebracht, 

- in Richtung auf den Betrachter folgt das Sub- 
strat: Glas 1, 

- die erste optisch wirksame Schicht 4, die am 
Substrat anliegt, besteht aus NiCrO x ; diese Schicht 
4 wirkt gleichzeitig als Haftvermittlerschicht, 

- die zweite optisch wirksame Schicht 5, die in 
Richtung auf den Betrachter folgt, besteht aus 
TiNx, 

30 — die dritte optisch wirksame Schicht 6, die in 
Richtung auf den Betrachter der zweiten optisch 
wirksamen Schicht folgt, besteht aus AI2O3. 



Als Substrat konnen auQer Mineralglas, Roatglas 
35 auch Plexiglas, durchsichtige Kunststoffschichten, F6- 
lien usw. eingesetzt werden. 

Neben der Vorderseitenentspiegelung durch die be- 
schriebenen, vor der Vorderseite angeordneten, 
Schichtsystemen wird eine weitere iiberraschend niedri- 
40 ge Gesamtreflexion durch die auf der Ruckseite ange- 
ordnete TiN x -Schicht erzielt Der Grundgedanke der 
Erfindung laBt eine Vielzahl von Ausf uhrungsbeispielen, 
bzw. Schichtsystemen, zu, die durch die nachfolgend ge- 
nannten Materialien und Schichtdicken charakterisiert 
45 sind. 

"Erste" Schicht (Bezugsziffer 4), ein Dielektrikum: 
Metalloxid (Sn0 2 , Z1O2, ZnO. Ta 2 C>5. NiCrOx, TiC>2, 
Sb 2 03,In20 3 X 

Schichtdicke: 80 Angstrom +/-20°/o, 
50 "Zweite" Schicht (Bezugsziffer 5) Nitrid (TiN, ZrN) 
Schichtdicke: 130 Angstrom +/-20%, 
"Dritte" Schicht (Bezugsziffer 6) Dielektrikum: nieder- 
brechende Materialien, n kleiner als 1,7, (S1O2, AI2O3, 
AiSi-Oxid, NiSi-Oxid, MgO, MgF 2 ) Optische Dicke: 
55 5550/4 Angstrom +/- 10%, 

"Haftvermittler-Schicht" (Bezugsziffer 7): Ni, Cr, NiCr 
(80 Gewichtsprozent Ni, 20 Gewichtsprozent Cr) 
Schichtdicke: 10 Angstrom +/- 10%. 
Auf der Ruckseite 9 des Substrats ist die "Ruckseiten- 
60 Schicht" (Bezugsziffer 8), bestehend aus TiN x , angeord- 
net, Schichtdicke: 40 - 1 50 Angstrom. 

Es ist selbstverstandlich, daB solche Werte fur die 
jeweilige Schichtdicke innerhalb der genannten Schicht- 
dickentoleranzen gewahlt werden, die die Interdepen- 
65 denz der einzelnen Schichtdicken und der verwendeten 
Materialien zueinander berucksichtigea 

Es folgt die Beschreibung zweier Beispiele von 
Schichtsystemen, bei denen die Reflexion und die Trans- 
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mission im sichtbaren Wellenbereich des Lichts gemes- 
sen wurden. 

Die Messergebnisse sind grafisch anhand von ICurven 
in den Fig. 3 und 4 dargestellt 

Bei der Beschreibung der Schichtsysteme werden die 
Bezugsziffern der Beschreibung der Fig. 1 benutzt 

Das Schichtsystem des ersten Beispiels ist wie folgt 
aufgebaut: 

Substrat: Glas (1), Dicke 2 mm, Brechungskoeffizient n 
- 1,52, 

Schicht (4) Material: Sn0 2 , Dicke 90 Angstrom Bre- 
- chungskoeffizient n =* 2,05, 
Schicht (5) Material: TiN x , Dicke 130 Angstrom, 
Schicht (6) Material: AI2O3, Dicke 730 Angstrom Bre- 
chungskoeffizient n _ — 1,6, 
Schicht (8) Material: TiN x , Dicke 70 Angstrom. 

Der in Fig. 2 mit 7 bezeichnete Haftvermittler ist in 
diesem Ausfiihrungsbeispiel nicht vorhanden. 

Fur dieses Schichtsystem wurden die Reflexion in 
Prozent und die Transmission in Prozent gemessen, und 
zwar fur einen Wellenlangenbereich von 400 nm bis 
700 nm. 

Nachfolgend werden die Messergebnisse fur die Re- 
flexion und die Transmission in einer Tabelle bestimm- 
ten Wellenlangen gegeniibergestellt: 



Wellenlinge Reflexion Transmission 

(nm) (%) (%) 



440 2,1 43,0 

480 0,8 46,5 

520 0,5 48,0 

560 0,43 48,0 

600 0,39 47,4 

640 0,42 46,0 

680 0,7 43,5 



Die MeBergebnisse werden, wie dargelegt, als Kur- 
ven in Fig. 3 grafisch dargestellt Auf der Abzisse 10 des 
Koordinatensystems in Fig. 3 sind die Wellenlangen in 
nm eingetragen. Auf der linken Ordinate 11 des Koordi- 
natensystems sind die Prozentwerte fur die Reflexion 
eingetragen. Auf der rechten Ordinate 12 des Koordina- 
tensystems sind die Prozentwerte fiir die Transmission 
eingetragen. 

Aus den Kurven ist deutlich erkennbar, daB die Refle- 
xionskurve 14 im Kernwellenlangenbereich des sichtba- 
ren Lichts auBerordentlich niedrig ist. Sie liegt weit un- 
ter 1%. Damit ist die gewunschte hohe Antireflexwir- 
kung in iiberraschend deutlicher Weise erzielt worden. 
Im gleichen Kernwellenlangenbereich hat die Transmis- 
sionskurve 13 relativ hohe Werte. Das Schichtsystem 
des zweiten Beispiels ist wie folgt gekennzeichnet: 
Substrat: Glas, Dicke 2 mm, Brechungskoeffizient n « 
1,52, 

Schicht (4) Material: NiCr-Oxid, Dicke 70 Angstrom 
Brechungskoeffizient n = 2,1, 
Schicht (5) Material: TiN x , Dicke 130 Angstrom, 
Schicht (6) Material: Si02, Dicke 790 Angstrom Bre- 
chungskoeffizient n = 1,5 
Schicht (8) Material: TiN* Dicke 70 Angstrom. 

Ein gesonderter Haftvermittler, siehe Beziigsziffer 7, 
ist bei diesem Ausfiihrungsbeispiel nicht vorhanden. 

Fiir dieses Schichtsystem wurden die Reflexion in 
Prozent und die Transmission in Prozent gemessen, und 
zwar fur einen Wellenlangenbereich von 400 nm bis 
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700 nm. 

Nachfolgend werden die Messergebnisse fiir die Re- 
flexion und die Transmission in einer Tabelle bestimm- 
ten Wellenlangen gegenubergestellt: 

5 



Wellenlange 


Reflexion 


Transmission 


(nm) 


(%) 


(%) 


10 440 


2,96 


35,7 


480 


0,8 


39,6 


520 


0,21 


41 


560 


0,12 


41,1 


600 


0,27 


40,4 


15 640 


0,51 


39 


680 


0,9 


37,1 



Die Messergebnisse werden, wie dargelegt, als Kur- 
20 ven in Fig. 4 grafisch dargestellt Die Abzisse und die 
Ordinaten tragen die im Zusammenhang mit Fig. 3 be- 
schriebenen MaBeinheiten. 

Aus der Reflexionskurve 16 ist deutlich erkennbar, 
daB die Reflexion im Bereich von ca. 560 nm Wellenlan- 
25 ge einen ausgesprochenen Tiefpunkt hat Damit ist die 
gewunschte hohe Antireflexwirkung auch durch dieses 
Beispiel in uberzeugender Weise erzielt worden. Die 
Transmissionskurve 15 hat im Kernbereich des sichtba- 
ren Lichts ihr Maximum. 
30 Zu der Transmissionskurve 13 (Fig. 3) und zu der 
Transmissionskurve 15 (Fig. 4) ist grundsatzlich folgen- 
des zu sagen: 

Geringe Transmissions werte einer Vorsatzscheibe kon- 

nen auf einfache Weise durch Verstarkung der Licht- 
35 quelle, z. B. durch Aufdrehen des Potentiometers bei 

einem LCD, kompensiert werdea 
Die Schichtsysteme, mit denen die oben kommentier- 

ten Transmissions- und Reflexionswerte erzielt wurden, 

sind nach dem im folgenden beschriebenen Verfahren 
40 hergestellt worden: 

Es wurde mit Magnetron gesputtert und zwar in reakti- 

ver Gasatmosphare. 
Nachfolgend wird in der linken Spalte das Sputterma- 

terial und in der rechten Spalte das reaktive Sputterge- 
45 mischangegeben: 

Sn0 2 Ar+0 2 

Si0 2 Ar+0 2 

A1 2 0 3 Ar + 0 2 

50 TiN Ar+N 2 

NiCr Ar+0 2 

Druck wahrend des Sputtervorgangs: ca. 5xl0~ 3 
55 rnb. 

Targetmaterial: Sn, Si, T», NiCr (80 Gewichtsprozent 
Ni, 20 Gewichtsprozent Cr), AL 

Auf der Vorderseite der Schichtsysteme wurde ein 
Flachenwiderstand von 150 Ohm pro Quadrat gemes- 
60 sen, auf der Ruckseite wurde ein Flachenwiderstand von 
240 Ohm pro Quadrat gemessen. Dies sind relativ gerin- 
ge Flachenwiderstande. 

Durch Erdung der Flachen kann daher die statische 
Aufladung reduziert oder sogar aufgehoben werden. 
65 Damit wird der gewunschte Antistatikeffekt erreicht 

Fig. 5 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel fur das weiter 
oben in der Beschreibungseinleitung besprochene Sy- 
stem, bestehend aus zwei Schichten, auf der Vorderseite 
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2 des Substrats 1. Die "erste" am Substrat aniiegende eingesetzt wirdL 

Schicht tragt bei dem Zweischichtsystem nach Fig. 5 die 

Bezugsziffer 17. Darauf folgt zum Betrachter hin die Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen 
"zweite" Schicht 18. — - — 

Fur die "erste" Schicht 17 und die "zweite" Schicht 18 5 
des Zweischichtsystems nach Fig. 5 werden diejenigen 
Daten uber die chemische Zusammensetzungen, die 
Schichtdicken, die Brechungsindices und diejenigen 
Kombinationen dieser Daten eingesetzt, die fur die 
Schichten 5 und 6 der Fig. 1 und 2 weiter oben und in 10 
der Beschreibungseinleitung beschrieben wurden. 

Die fur die Schichten 5 und 6 in der Beschreibungsein- 
leitung und im Zusammenhang mit den Fig. 1 und 2 
beschriebenen alternativen Ausfuhrungsformen gelten 
auch fur das Zweischichtsystem, wie es beispielsweise in 15 
Fig. 5 mit der "ersten" Schicht 17 und der "zweiten" 
Schicht 18 dargestellt wird 

Dabei entspricht die "erste" Schicht 17 des Zwei- 
schichtsystems der Fig. 5 der Schicht 5 der Schichtsyste- 
me der Fig. 1 und Z 20 

Die "zweite" Schicht 18 des Zweischichtsystems der 
Fig. 5 entspricht der Schicht 6 der Schichtsysteme der 
Fig. 1 und 2. 

Die Flachenwiderstande des Zweischichtsystems ent- 
sprechen denjenigen der Systeme nach Fig. 1 und 2. 25 

Liste der Einzelteile 

1 Substrat, Glas 

2 Vorderseite 

3 Pfeu\Blickrichtung 

4 "erste" Schicht der Fig. 1 und 2 

5 "zweite" Schicht der Fig. 1 und 2 

6 "dritte" Schicht der Fig. 1 und 2 

7 Haftvermittlerschicht 

8 Ruckseitenschicht 

9 Ruckseite 

10 Abzisse 

11 linke Ordinate 

12 rechte Ordinate 

13 Transmissionskurve 

14 Reflexionskurve 

15 Transmissionskurve 

16 Reflexionskurve 

1 7 "erste" Schicht der Fig. 5 

18 "zweite" Schicht der Fig. 5 
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Patentanspruche 

1. Belag, bestehend aus einem optisch wirkenden 50 
Schichtsystem, fur Substrate, wobei das Schichtsy- 
stem insbesondere eine hohe Antireflexwirkung 
aufweist, nach Hauptpatent . . .(Patentanmeldung P 
39 42 990.3), dadurch gekennzeichnet, daB das 
Substrat insbesondere transparent ist und vorzugs- 55 
weise einen Brechungsindex von 1,5 bis 1,65 auf- 
weist 

2. Belag, insbesondere nach Anspruch 1, bestehend 
aus einem optisch wirkenden Schichtsystem, fur 
Substrate, wobei das Schichtsystem insbesondere 60 
eine hohe Antireflexwirkung aufweist, nach Haupt- 
patent ... (Patentanmeldung P 39 42 9903), da- 
durch gekennzeichnet, daB fur mindestens eine 
TiNx-Schicht insbesondere uberstochiometrisches 
TiN x mit x im Bereich von 1 bis 1,16 eingesetzt wird 55 

3. Belag nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fur alie TiN x Schichten ubersto- 
chiometrisches TiN x mit x im Bereich von 1 bis 1,16 
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